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Eleccidn de la mascara antigases

Enumere todas las operaciones que requieran el uso de mascara antigases, las sustancias toxicas presentes,
su concentracion y el tipo de méascara necesaria. Conserve el presente formulario hasta que ya no se utilice
una mascara determinada. Vélgase del siguiente ejemplo como guia.

de sustancias quimicas

Hugar Instalaciones X Feoha Gde Juliode 2011
Operacion Sustancia(s) téxica(s) Intervalo de concentracion Mascara antigases necesaria
.y . p Media mascara con filtro para particulas
Demolicion de edificio Farticulas de polvo molesto <10mg/m3 N5 (N95)
Media mascara con cartuchos para vapores
Soldadura Emanaciones de soldadura <bmg/m3 organicos/gases acidos y filtro para
particulas P 100 (OV/AG/F100)
Uso de dllsolveni;e's Yy Disolvegas®® i <1000ppm Me&ila' mascara con cartucho para vapores
sustancias organicas organicos (OV)
Disolventes y vapores Media mascara con cartucho para vapores
Fintura con aerosol . yvap <1000ppm organicos y filtro para particulas F100
de pintura organicos
(OV/P100)
Medidas ante derrames Varios Desconocido Equipo auténomo de respiracion (SCBA, por

sus siglas en inglés)

Lugar

Fecha

Operacion

Sustancia(s) téxica(s)

Intervalo de concentracion

Mascara antigases necesaria
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